
Compact High Performance Mask Aligner

EA100
Compact. High-Precision. Multifunction. General Purpose.

 

（改良のため仕様・意匠は変更されることがあります）

Compact, High-precision Mask 
Aligner EA100 with the 
maximum exposure area φ4 
inch sample. Equipped with 
pressure sensor and motor 
driven Z axis to compact body, 
various functions, automatic 
paralleled adjustment of sample 
and mask(ball contact), auto-
matic gap control, precise 
contact pressure control can be 
achieved to expose steady 
pattern without depending on 
degree of operators. Alignment 
is simple manual operation. 
Deep UV (254nm) 200W lamp 
light source, Hard contact 
function by sample blowing up 
to improve  adhesion of mask 
and sample, Vacuum contact 
respond high resolution pattern 
transcription. This mask aligner 
is suitable to using for laboratory 
works, research and study for 
various devices.

株式会社 ナノテック 
Nanometric Technology Inc. 

www.nanotech-inc.co.jp   info@nanotech-inc.co.jp

〒174-0041東京都板橋区舟渡3-5-8-201  電話 03(3960)3171  Fax 03(3960)3174

Deep UV Light source, Precise Gap Exposure

Vacuum Contact, Sample blowing up Contact

Ball Contact Automatic Parallel Adjustment

Contact Origin Automatic Search

【Features】

◆ Deep UV 200W lamp (230nm～320nm)

 Normal UV (g, h, i) 250W light source can be equipped.

◆ Maximum sample size φ100mm.

◆ 5 exposure mode,

 Soft contact, Designated pressure contact, Sample blowing

 up hard contact, Vacuum contact, Proximity(gap)

◆ Z axis control by Contact pressure, Exfoliation pressure real

 time sense.

◆ Z axis movement resolution 0.1μm,Very low speed operation 

0.1μm/s.

◆ Touch panel display control box.

◆ Ball contact floating spherical automatic parallel adjustment.

◆ Contact origin automatic search, Parameter teaching function.

◆ 2 field of vision observation manual alignment.

◆ Compact design, control box separated.

◆ Various customized correspondence.

※カメラ受光面サイズ1型のためズーム低倍（ワイド域）時は画面四隅から影になります。 
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NEW
PRODUCT

アライメント方式 マスク基準、試料移動式アライメント 動作モード 平行出し動作および露光動作（切替）
最大試料サイズ φ4インチ t=1mm以下 露光モード ソフト、指定圧、吹上ハード、真空、プロキシミティ
最大マスクサイズ □5インチ ｔ＝0.09インチ以下 運転モード オート/ステップモードおよびマニュアル動作
アライメント顕微鏡 同軸落射照明２視野CCDカメラ顕微鏡、モニタ観察 クリーンドライエア　0.5MPa以上
Ｚステージ 0～10mm、ACサーボモーター 分解能0.1μm ユーティリティ 真空　700mmHg以上

ＸＹステージ ±5mm、手動 微動/粗動ハンドル 電源　AC100V単相  12A 以下

θステージ ±5゜ 手動 微動ツマミ 本体部：幅400×奥行き530×高さ840mm、約70Kg

機構コンタクト圧 最大50N（≒5.1Kgf）、分解能 約0.5N 制御部：幅430×奥行き500×高さ350mm、約25Kg
寸法／重量

A lignm ent m ethod M ask fixa tion  , Sam p le  m ovem ent type  a lignm ent O pera tion  m ode C orrecting  para lle lism  opera tion  and  exposure  opera tion
M axim um  sam ple  s ize φ4  inch   t=1m m  or less Exposure  m ode Soft, D esigna ted  p ressure , b low ing  up  hard ,   Vacuum , P roxim ity
M axim um  m ask s ize □5  inch   t=0 .09  inch  o r less D rive  m ode Auto /s tep  m ode and  m anua l

A lignm ent m icroscope C oaxia l ve rtica l illum ina tion , 2cam era  w ith  sp lit fie ld  m on ito r observa tion C lean  d ry a ir 0 .5M Pa o r m ore
Z  stage 0~10m m , AC  servo  m oto r, reso lu tion  0 .1μm Vacuum  700m m H g or m ore

XY  stage ±5m m , m anua l w ith  fine  &  coarse  hand le Power source  AC 100V , s ing le  phase , 12A  o r less
θ  s tage ±5゜m m , m anua l w ith  fine  hand le M a in  part  400(W )x530(D )x840(H )m m , 70kg /approx

con tact p ressure M axim um  50N (≒5 .1kg f), reso lu tion  0 .5N  approx. C on tro l pa rt 430(W )x500(D )x350(H )m m , 25kg /approx

U tility
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